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Spos6b holograficznego rejestrowania i odtwarzania obrazéw wzoréw mikromasek
na warstwie $wiattoczulej

.

Przedmiotem wynalazku jest sposb rzutowania obrazéw wzoréw mikromasek o wymiarach mikronowych
na warstwe éwiaﬂoczuia pokrywajacg powierzchnie ptytki monokrysztatu pétprzewodnika.

Znane z publikacji M.J. Beesley’a i wspétpracownikow (Elec.Lett. Nr 4, str. 49, 1968) sposoby holografo-
wania i wiernego odtwarzania drobnych wzoréw, jak maski mikroelektroniczne, wymagajg stosowania bardzo
rozszerzonych wigzek laserowych, tak, aby ich fronrty fazowe byty lokalnie ptaskie. Oyranicza to holografowany
wzér mikromaski do pojedynczych mikromodutéw i zmusza do stosowania wielokrotnej ekspozycji jednego lub
kilku mikromodutéw mikromaski. .

Zastosowanie projekcji holograficznej mikrowzoréw wymaga stosowania $wiatta spojnego. Zasadnicza
cecha rodzaju oswietlenia jest plamkowos$¢ zwigzana z duza spdjnoscia tego $wiatta. Plamkowos$¢ ta wzrasta ze
zmniejszaniem sie dtugosci fali, co dla promieniowania fioletowego i ultrafioletowego zaktdca w zasadniczy
sposéb drobne wzory mikromasek w odtworzeniu. A

Celem wynalazku byto opracowanie sposobu holograficznego rejestrowania i odtwarzania obrazéw wzoréw
mikromasek na warstwie $wiattoczutej, kazdy w czasie jednej ekspozycji oraz mozliwosci powiekszania i pomniej-
szania rzutowego wzoru z zachowaniem wiernosci, rozdzielczosci i ostrosci mikrowzoru.

Cel ten zostat osiagniety przez opracowanie sposobu holograficznego rejestrowania i odtwarzania obrazéw
wedtug wynalazku, w ktérym rejestrowanie hologramu dokonuje si¢ przez o$wietlenie wzoru mikromaski zbiezng
wiazka laserowg uzyskang w znanych, skorygowanych uktadach optycznych, natomiast projekcyjne holograficz-
ne odtwarzanie obrazu dokonuje sie przepuszczajac wiazke laserowa o$wietlajaca hologram przez rozspéjniacz
$wiatta laserowego.

Dzigki sposobowi wedtug wynalazku holografowania mikromasek wigzka laserowa zbiezna osiaga sie
maksymalne wykorzystanie $wiatta laserowego zwigzane ze wzrostem yestosci energii $wietlnej oraz zmniejszenie

" rozbieznosci widma katowego tworzonego przez $wiatto ugiete na wzorze mikromaski, atakze mozliwosc

stosowania wzoréw powigkszonych, ktére pomniejsza sie w procesie odtwarzania.

Zrozumienie istoty sposobu holograficznego rejestrowania i odtwarzania obrazéw mikromasek wedtug:
wynalazku utatwi rysunek, na ktérym fig. 1 przedstawia sposéb rejestrowania hologramu, a fig. 2—sposéb
rzutowania holograficznego obrazu na podtoze swiatfoczute.
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Na fig. 1 wigzka swiatta spojnego zlasera He-Ne 1 omocy 50 mW biegnie przez optyczny uktad
$wiattodzielacy 2 w stosunku natezeri 1:10. W uktadzie $wiattodzielacym 2 powstajg dwie wigzki swiatta,
z ktérych wigzke odniesienia formuje sie¢ w uktadzie optycznym 3 natomiast wigzke $wiatia laserowégo
oswietlajagcq diapozytyw wzoru mikromaski 5 formuje sie w wigzke zbiezng za pomocg uktadu optycznego 4.
Klisza fotograficzna znajduje sie- w regulowanym uchwycie 6. Uktad optyczny 3 do formowania wiazki
odniesienia i uktad optyczny 4 do formowania wiazki zbieznej musza by¢ dobrze skorygowane na aberacje
przestrzenng, natomiast mogaq mie¢ aberacje chromatyczng. Apertura wejsciowa jest 10-krotnie wigksza od
Sredniej wigzki laserowej, a wyjsciowa jest nie mniejsza niz 1,5-krotnie przekatna wzoru mikromaski. Wzé6r
mikromaski 5 umieszcza sie bezposrednio za $rednica wyjsciowa uktadu optycznego 4 formujgcego wigzke
zbiezng. Kat pomiedzy wiazka odniesienia iwiazka przedmiotowa ustala sie na 40°. Catosé umieszczono
w bezpytowej obudowie 7.

Na fig. 2 wiazka swiatta z lasera 8 po przejsciu przez uktad optyczny 9, rozspdjniajacy swiatto laserowe,
a nastepnie przez bezaberacyjny uktad optyczny 10, rozszerzajacy wiazke, hologram 11, ktéry umieszcza sig
w regulowanym uchwycie 12, a w uchwycie regulowanym 13 umieszcza si¢ ptytke p6tprzewodnikowa pokryta
warstwag S$wiattoczuta 14. Ostro$é ustawia sie¢ za pomoca uktadu optycznego 15. Catosé umieszcza sig
w bezpytowej obudowie 16.

Za pomocg sposobu wedtug wynalazku otrzymane hologramy daja w odtworzeniu mikroobrazy o wystar-
czajaco ostrych krawedziach, wiernie odwzorowane io duzej jasnosci. Sposéb wedtug wynalazku znajduje
zastosowanie w fotolitografii mikroelektronicznej. ‘

Zastrzezenie patentowe

Sposéb holograficznego rejestrowania i odtwarzania obrazéw wzoréw mikromasek na warstwie $wiattoczu-
tej w procesie fotolitografii mikroelektronicznej, znamienny ty m, Ze rejestrowanie hologramu dokonuje
si¢ przez oswietlenie wzoru mikromaski (5) zbiezng wiazkg laserowa, uformowana w znanym uktadzie
optycznym (4), natomiast holograficzne projekcyjne odtwarzanie obrazu na ptytce pétprzewodnikowej (14)
dokonuje si¢ przepuszczajagc wigzke laserowa o$wietlajaca hologram (11) przez rozspdjniacz (9) swiatta
laserowego.
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